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Wszystkie dotychczasowe aparaty, stu-
zace do otrzymywania kwasu siarkowego
przy pomocy kwasu azotowego lub tlenkéw
azotu w komorach, wiezach, skrzyniach lub
naczyniach najrozmaitszego ksztaltu, po-
siadaja mimo wielkich réznic jedna wspdl-
na ceche: zmierzaja one do jak najdoktad-
niejszego wymieszania si¢ gazéw z faza cie-
kta, by w ten sposéb uzyskaé mozliwie wiel-

" ka szybkos§é reakcji chemicznej, Te sama
ceche posiadaé réwniez musza aparaty,
stuzace do wykonywania wszelkich proce-
sow chemicznych lub fizyko - chemicznych,
w ktérych odbywa sie wizajemne oddziaty-
wanie gazu i cieczy,

Podczas gdy najstarsze z tych aparatéow
(wla$ciwe systemy komerowe) budowano w
postaci ogromnych komér w polaczeniu z

wiezami, wypelnionemi materjatem kwaso-
trwalym, celem mozliwie dokladnego ze-
tkniecia si¢ gazow z ciecza, ncwsze wyna-
lazki usiluja rozwiazaé ten sam problem
bez uzycia komér zapomocy tylko kilku
wiez (systemy wiezowe), wypelnionych ma-
terjatem - kwasotrwalym, wedlug innych
wreszcie systeméw stosujg sie do tego celu
skrzynie, niewypelnione zadnym materja-
fem, w ktérych przy pomocy walcéw, obra-
cajacych si¢ ze zmaczna szybkoscia, lub t.
p. urzadzen mechanicznych ruchomych, prr(')- .
buje si¢ uzyskaé¢ dokladne wymieszanie sig
gazu i cieczy. :

Niniejszy wyna;llazek rozwiazuje ten sam
problemat reakcji gazu i cieczy, a zatem
rowniez sposéb wytwarzania kwasu siarko-
wego zapomocy kwasu azotowego lub tlen-
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kéw azoti w aparatich préznych w sposéb
catkowity i dotychczas niestosowany, kia-
dac nacisk na mozliwie doskonale wymie-
szanie si¢ gazu i cieczy.

Stcsujac wyltacznie prézne przestrzenie,
unika sie stosowania jakichkolwiek urza-
dzefi poruszajacych sig; uzyskuje natemiast
doktadne wymieszanie si¢ gazu i cieczy w
danej czesci aparatu przy pomocy jednego
lub wiecej rozpylaczy ocdpowiedniej, znanej
konstrukcji, ktérych zadaniem jest mozliwie
drobne az do postaci mgly rozpylénie do-

~ plywajacej do nich cieczy. Rozpylacze te
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", Umieszczone sa nieruchomo ponizej otwo-

" réw, wycietych w rurach gazowych, biegna-
cych w dolnych czegciach aparaty, a to wten
spos6b, aby rozpylona ciecz zetknela sie u
wylotu rury gazowej na calej powierzchni
ofworu z gazem, wychodzacym przez otwér
do préznego oddzialu aparatu, przyczem
przekréj rury jest tak dobrany, aby gaz roz-
dzielal si¢ réownomiernie na wszystkie otwo-
ry tejze rury,

Energje potrzebng do rozpylania cieczy
pobiera sie przewaznie z pary wodnej, do-
prowadzanej przewodem do rozpylacza, a
stuzacej zarazem ewentualnie do zasilania
gazéw konieczna dla procesu chemicznego
woda; w tych zaé§ procesach wzglednie w
-tych czefciach aparatu, ktérych zasilenie w
pare wodna mogloby. zaszkodzié¢ procesowi
chemicznemu, stosowaé mozna zamiast pa-
ry sprezone powietrze lub tez ciénienie sa-
thej cieczy, wytworzone przez pompe. Moz-
na tez utywaé do rozpylenia = mieszaniny
pary wodnej i powietrza. Mozna te tam,
gdzie warunki temu sprzyjaja, uzyé do te-
go celu samych gazéw o odpowiedniem ci-
$nieniu albo gazéw, zmieszanych z parg
wodng lub powietrzem; mozna wreszcie w
procesach, w ktérych ciecz posiada sprzy-
jajace temu wlasciwosci fizyko - chemicz-
ne, uzy¢ do rozpylania pary tej cieczy, uzy-
skanej przez podgrzanie cieczy.

- Jak 'z powyiszego wynika, w tego ro-
dzaju urzadzeniu wszystkie sktadniki da-

nego procesu chemicznego tworza jednoli-
ta mieszanine juz u wylotu rury gazowe;j,
przycz¢m wykorzystuje si¢ takze rozpreze-
nie gazéw samych, ktére wychodzac z wa-
skiego stosunkowo otworu rury gazowej do
wielkiej préznej przestrzeni porywaja drob-
niutkie kropelki cieczy. Jest zatem w tem
urzadzeniu nietylko doskonale wykorzysta-
nie przestrzeni samej, ale uzyskuje sie
przytem jednolity sktad mieszaniny, a za-
tem réwnoczeénie tatwa moznosé kontrolo-
wania procesu chemicznego i wplywania na
jego przebieg przy pomocy regulowania do-
ptywu sktadnikéw gazowych i cieklych.
Wyzej opisane urzadzenie ma w dalszej
swojej konsekwenciji jeszcze jedno znacze-
nie dzigki temu, ze poszczegélne oddziaty
aparatu sa prdéZne i nie posiadajg zadnych
urzadzen wewnetrznych, niema potrzeby
budowania tychze czeéci oddzielnie, jak np.
wiez, skrzyni lub t. p. Caly aparat moze byé
wlasciwie jedna komora jakiegokolwiek
ksztaltu, przedzielona celowo zapomoca
cienkich $cianek na réwne lub nieréwne od-
dzialy zaleznie od potrzeby prccesu che-
micznego. A poniewaz ciecz zasilajaca te
oddzialy doplywa zawsze do rozpylaczy, u-
mieszczcnych w dolnych czedctach aparatu,
wystarczy wiec umie$ci¢ dna poszcregsl-
nych oddziatéw tarasowo, to znaczy w od-
powiedniem wzniesieniu jedno wzgledem
drugiego, aby w ten sposéb uzyskaé doplyw
cieczy z oddzialéw wyzszych do ni#szych
bez pomccy pomp lub t. p. urzadzehn me-
chanicznych., Mozna przytem gazy przepu-
szczaé albo z oddziatu najnizej polozonego
do najwyzszego, jak to ma miejsce np. w
procesie fabrykacji kwasu siarkowego, ale
mozna tez w razie, gdy proces chemiczny
tego wymaga, przepuszczaé gazy w kierun-
ku odwrotnym, to znaczy z oddziatu najwy-
zej polozonego do majnikszego.
Aparat bedacy przedmiotem wynalazku,
przedstawiony jest schematycznie na.zala-
czonym rysunku. Fig, 1 przedstawia widok
podtuiny aparatu, fig. 2 — przekréj po-



przeczny, za$§ fig. 3 — przekr6j podluiny.
Sktada sie on z oddziatéw 1, 2, 3, 4i t. d,
oddzielonych od siebie $ciankami I, I1, 111,
i t. d. Dna tych oddzialéw wzniesione sa
wizgledem siebie o tyle aby ciecz, wytwa-
rzana w danym oddziale, mogla samoczyn-
nie doplynaé do sasiedniego oddziatu, Przez
otwér 14 w. $cianie oddziatu 1 wchodzi rura
gazowa 5, przebiegajaca wpoprzek dna te-
go oddzialu i zamknigta na koricu, jak to
widoczne z przekroju poprzecznego na fig.
2; przekrdj tej rury gazowej zweza sig, W
miare oddalania si¢ od otworu 14. W rurze
tej wyciete sa dla przyktadu trzy otwory
6, 7, 8, ponizej ktérych umieszczone sa roz-
pylacze wi tej samej ilosci a wiec dla przy-
ktadu 9, 10, 11, rozpylajace ciecz, uzyska-
ng w oddziale wyzej pofozonym, a dopro-
wadzong, przewodem 12, jak to uwidocznio-
no na fig. 3. Tam, gdzie do rozpylenia uzy-
wa si¢ pary wodnej, wzglednie powietrza
lub tez innego gazu lub pary, posiada roz-
pylacz jeszcze drugi przewéd 13, stuzacy
do doprowadzania tychze. Rura gazowa 5,
umieszczona w nakrywie oddziatu 1, odplty-
wa gaz i wchodzi znowu przez otwér 14 do
oddzialu 2 w sposéb identyczny, jak w od-
dziale 1, potem do oddziatéw 3, £ i t. d.,
poczem po skoficzonym procesie opuszcza
aparat. W wigkszosci proceséw gaz przeply-
wa zatem z oddzialu najnizej potozonego,
a zatem w kierunku strzatki na fig. 1, istnie-
ja jednakze procesy, w ktérych celowem
jest przepuszczaé gaz w kierunku odwrot-
nym.

Zastrzezenia patentowe,

1. Aparat reakcyjny dla gazu i cieczy,
w szczegblnoéci do wytwarzania kwasu
siarkowego zapemoca kwasu azotowego lub
tlenkéw azotu w naczyniach préznych do-
wolnego ksztattu, znamienny tem, ze poni-
zej otworéw (6, 7, 8 i t. d.), wycietych w
rurach gazowych, przebiegajacych wpo-
przek dna poszczegélnych oddzialéw apa-
ratu, umieszczone sa nieruchomo rozpyla-

cze (9, 10, 11 i t. d.) odpowiedniej formy,
zasilane wi ciecz w ten sposéb, aby rozpylo-
na ciecz zetkneta si¢ w otworach (6, 7, 8
it. d.) na catym przekroju tychze z gazem,
wchodzacym do tego oddziatu.

2. Aparat reakcyjny dla gazu i cieczy,
w szczegblnosci do wytwarzania kwasu siar-
kowego zapomoca kwasu azotowego lub
tlenkéw azotu wedlug zastrz. 1, znamienny
tem, ze do rozpylenia cieczy uzywa si¢ w
poszczegblnych oddzialach aparatu zalez-
nie od przebiegu procesu chemicznego, albo
pary wodnej albo sprezonego powietrza,
lub mieszaniny tychze, albo gazu samego
pod ci$nieniem, lub tez gazu zmieszanego z
parag wodna, lub z powietrzem, wrieszcie
rozpylenie to nastapié moze zapomoca ci-
$nienia cieczy samej wzglednie przy pomo-
cy pary, uzyskanej przez podgrzanie cie-
czy.

3. Aparat reakcyjny dla gazu i cieczy,
w szczegblnoséci do wytwarzania kwasu siar-
kowego zapomoca kwasu azotowego lub
tlenkéw azotu wedtug zastrz. 1 i 2, znamien-
ny tem, ze oddzialy aparatu nie sa zbudo-
wane oddzielnie, lecz tworza wlasciwie jed-
na komore jakiegokolwiek ksztaltu, prze-
dzielong $ciankami (I, IT, I1] i t. d.) na réw-
ne lub nieréwne oddzialy (1, 2, 3, 41 t. d.).

4, Aparat reakcyjny dla gazu i cieczy,
w  szczegélnosci do wytwarzania kwasu
siarkowego zapomoca kwasu azotowego lub
tlenkéw azotu wedtug zastrz. 1, 2 i 3, zna-
mienny tem, ze dna poszczegélnych oddzia-
t6w umieszczone sa tarasowo, tak ze ciecz,
wytworzona w danym oddziale sptywa pod
whasnem ci$nieniem z cddzialu wyzej po-
tozonego do rozpylaczy w oddziatach nizej
polozonych, przyczem gaz przeplywaé mo-
ze albo w kierunku od najnizej potozonego
oddzialu do najwyzszego albo w kierunku
odwrotnym.

Jakob Fischler.
Zastepca: M. Goldwasser,

adwokat.



Do opisu patentowego Nr 5459.
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